
Title Chemical Vapor Deposition and Characterization
of Silicon Oxide and Zinc Oxide Thin Films

Author(s) 山岡, 慶祐

Citation 大阪大学, 2009, 博士論文

Version Type

URL https://hdl.handle.net/11094/49501

rights

Note

著者からインターネット公開の許諾が得られていない
ため、論文の要旨のみを公開しています。全文のご利
用をご希望の場合は、<a
href="https://www.library.osaka-
u.ac.jp/thesis/#closed">大阪大学の博士論文につい
て</a>をご参照ください。

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



―
 274

 
―

氏 名

博士の専攻分野の名称

学 位 記 番 号

学 位 授 与 年 月 日

学 位 授 与 の 要 件

学 位 論 文 名

論 文 審 査 委 員

山
やま

　　岡
おか

　　慶
けい

　　祐
すけ

博　士（工　学）

第　 ２２９４４　 号

平成 21 年３月 24 日

学位規則第４条第１項該当

工学研究科マテリアル生産科学専攻

Chemical Vapor Deposition and Characterization of Silicon Oxide 

and Zinc Oxide Thin Films

（化学気相堆積法によるシリコン酸化膜および酸化亜鉛薄膜の作製と評

価）

（主査）

教　授　藤原　康文

（副査）

教　授　掛下　知行　　教　授　山下　弘巳　　教　授　節原　裕一

論 文 内 容 の 要 旨

【53】【53】

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨




